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Cel przedmiotu: 
Podstawowy wiedzy na temat zarodkowania i krystalizacji powłok z fazy gazowej pod obniżonym ciśnieniem oraz wpływu warunków krystalizacji na właściwości i mikrostrukturę powłok.



























Treści kształcenia: 
Podstawy kinetycznej teorii gazów, wytwarzanie próżni, teorie zarodkowania i wzrostu powłok. 
Metody oceny: 
do uzgodnienia na zajęciach
Egzamin: 

Literatura: 
Andrzej J. Michalski „Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej” Oficyna Wyd. PW Warszawa 2000, 
Józef Żmija „Podstawy teorii wzrostu monokryształów” PWN Warszawa 1987.
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